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Substrat-Haltevorrichtunq 



Die Erfindung betrifft eine Substrat-Haltevorrichtung fur 
rotierend antreibbare Substrate, insbesondere fur rechteckfSrmige 
Substrate. Derartige Substrate werden bei der Halbleiterherstellung 
benetigt und miissen dabei, z.B. zur Reinigung, bearbeitet 
werden. 

Als Substrate kommen u.a. Glasplatten in Frage, z.B. Glasmasken 
fur die Halbleiterherstellung. Diese haben im allgemeinen 
eine rechteckige Form, gewohnlich die Form eines Quadrats. 
Zur Behandlung werden solche Substrate horizontal auf einem 
sogenannten Drehteller oder Chuck befestigt. Durch eine Diise 
wird von oben auf das Substrat ein Medium dosiert, und danach 
wird der Drehteller zusammen mit dem Substrat in Drehung versetzt 
Durch die Zentrifugalkraf t wird das Medium wMhrend der Drehbewegung 
auf dem Substrat verteilt. Zur gleichmaBigen Verteilung derartiger 
Medxen, also von Chemikalien, oder auch zur Trocknung des 
Substrata, wird mit Drehzahlen bis zu 3000 U/min gearbeitet. 

Auch die Reinigung solcher Substrate findet haufig auf derartigen 
Drehtellern statt, wobei der Drehteller entsprechend gedreht 
wird. Wahrend der Rotation werden dann die Substrate mit Bursten 
Detergentien, SpUlung mit deionisiertem Wasser etc. behandelt. 

Damit bei solchen hohen Drehzahlen das Substrat sicher auf 
dem Drehteller liegen bleibt und keine BeschMdigungen an den 
Antriebsvorrichtungen durch Unwuchten auftreten, muB der Schwerpunkt 



- 2 - 



des Substrats auf dem Drehteller sehr genau zentriert 

und das Substrat gut befestigt werden. Bisher sind 

sowohl fur die Zentrierung als auch fiir die Befestigung 

der Substrate auf dem Drehteller jeweils eigene Vorr ichtungen 

notwendig. Dies erhoht die Komplexitat der Substratbehandlungsanlagen , 

da solche Vorrichtungen in die Anlagen integriert werden 

mussen. AuBerdem wird dadurch die Behandlungszeit fur 

jedes Substrat verlangert, denn Zentrierung und Befestigung 

benotigen jeweils eine gewisse Zeit. Dies fSllt umso 

mehr ins Gewicht, als es sich bei der Belackung bzw. 

Reinigung von Substraten in der Halbleiterf ertigung 

um weitgehend automatisierte Serienbehandlungen mit 

sehr kurzen Taktzeiten handelt. 

Eine Aufgabe der Erfindung wird deshalb darin gesehen, 
eine neue Substrat-Haltevorrichtung bereitzustellen . 

Nach der Erfindung wird diese Aufgabe gelost durch 

den Gegenstand des Anspruchs 1. Dadurch, daB die Zentriervorrichtung 
durch die Rotation aktivierbar ist, ergeben sich sehr 
kurze Taktzeiten, 

Dabei geht man mit besonderem Vorteil so vor, daB die 
durch die Rotation der Haltevorrichtung aktivierbare 
Zentriervorrichtung auch als durch die Rotation aktivierbare 
Haltevorrichtung ausgebildet ist. Dies verkiirzt die 
Taktzeiten weiter. 

Eine besonders vorteilhafte Ausgestaltung der Erfindung 
ist dadurch gekennzeichnet , daB diese im Bereich ihres 
AuBenumfangs mit Auf lageklotzen versehen ist, in die 
ein Substrat in Ruhestellung der Haltevorrichtung mit 
Spiel paBt und die bei Rotation der Haltevorrichtung 
eine radiale Einwartsbewegung ausfuhren. Diese Auf lageklStze 
haben also eine Doppelf unktion : Durch ihre radiale 
Einwartsbewegung zentrieren sie zunSchst das Substrat 
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auf der Haltevorrichtung , und sie spannen es anschlieBend 
auf ihr fest. 

Dabei wird die Vorrichtung mit Vorteil so weitergebildet , 
daB zur Erzeugung der radialen Einwartsbewegung Fliehgewichte 
im Bereich des AuBenumfangs der Haltevorrichtung vorgesehen 
sind, und daB die Auf lageklotze in einer ersten Drehebene 
und die Fliehgewichte in einer zweiten Drehebene der 
Haltevorrichtung angeordnet sind. Durch die Anordnung 
in verschiedenen Drehebenen ergibt sich bei der Rotation 
ein Drehmoment/ da sich die Fliehgewichte bei Rotation 
nach auBen bewegen, wodurch die Halteklotze radial 
nach innen bewegt werden und dabei das Substrat zunachst 
zentrieren und dann festspannen. 

Dabei bildet man die Haltevorrichtung mit besonderem 
Vorteil so aus, daB sie einen durchgehenden Randbereich 
aufweist, der unter dem EinfluB der Fliehkraft mindestens 
bereichsweise in Richtung zum Substrat hochbiegbar 
ist . 

Mit besonderem Vorteil wird der Drehteller in Form 
eines Speichenrades ausgebildet, dessen Speichen das 
Zentrum des Drehteller s mit einem AuBenring verbinden. 
So erhalt man eine sehr robuste Haltevorrichtung ohne 
bewegliche Drehgelenke, die standig der Gefahr einer 
Korrosion ausgesetzt waren. 

Es ist auflerdem von besonderem Vorteil, wenn die Speichen 
des Drehtellers mindestens bereichsweise eine verminderte 
Materialstarke aufweisen, in der die durch die Rotation 
bewirkte Aufbiegung des Drehtellers bevorzugt stattfindet 
und die so bemessen ist, daB diese Aufbiegung bei einer 
bestimmten Drehzahl den notwendigen Wert erreicht, 
urn das Substrat sicher zu zentrieren und zu halten* 



Weitere Einzelheiten und vorteilhafte Weiterbildungen 

der Erfindung ergeben sich aus dem im fplgenden beschriebenen 

und in der Zeichnung dargestellten, in keiner Weise 

als EinschrSnkung der Erfindung zu verstehenden Ausf uhrungsbeispiel , 
sowie aus den vibrigen Unteranspriichen. Es zeigt: 

Fig. 1 eine Draufsicht auf eine erf indungsgemSBe 

Haltevorrichtqng nach einem Ausf Uhrungsbeispiel 
der Erfindung, 

Fig. 2 einen Schnitt, gesehen langs der Linie II- 
II der Fig. 1, und 

Fig. 3 eine Darstellung analog Fig. 2, jedoch wShrend 
der Rotation des Drehtellers. 

Die dargestellte Haltevorrichtung 10 weist einen sogenannten 

Drehteller 11 auf, der mit einer Antriebswelle 12 (in 

Fig. 1' nicht sichtbar) fest verbunden ist, welche von 

einem Motor 13 (in Fig. 1 ebenfalls nicht sichtbar) 

mit variabler Drehzahl angetrieben werden kann. GewShnlich 

ist der Motor 13 ein kollektorloser Gleichstrommotor . 

Der Drehteller 11 hat, wie dargestellt, einen mit der 

Antriebswelle 12 fest verbundenen Mittelteil 14, der 

iiber vier jeweils senkrecht zueinander angeordnete 

Speichen 15 mit einem flachen AuBenring 16 verbunden 

ist. Jeweils im Kreuzungsbereich einer Speiche 15 mit 

dem AuBenring 16 ist ein Auflageklotz 17 fiir ein Substrat 

21 auf dem AuBenring 16 montiert. Im vorliegenden Ausf uhrungsbeispiel 

sind die Auf lagekiatze 17 zylinderf ormig und mit einer 

ausgefSBten Stufe 18 in ihrer Oberflfiche ausgebildet, 

welche Stufe dem Zentrum des Drehtellers 11 zugewandt 

ist. Sowohl der Drehteller 11 wie die Auf lageklotze 

17 bestehen beispielsweise aus einem geeigneten Kunststoff , 
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der gegen die in den Belackungs- und Reinigungsprozessen 
fiir die Substrate 21 verwendeten Chemikalien resistent 
ist. Die Auflageklotze 17 haben radiale Ablaufrinnen 
25, durch die Behandlungsf llissigkeiten bei der Rotation 
radial wegstromen konnen. 

Unterhalb eines Auf lageklotzes 17 ist jeweils am AuBenring 

16 ein Fliehgewicht 19 (in Fig, 1 nicht sichtbar) an 

der Unterseite des AuB^nrings 16 befestigt. Die Masse 

eines Fliehgewichts ist jeweils deutlich groBer als 

die Masse eines Auf lageklotzes 17. Diese Fliehgewichte 

19 sind beispielsweise ebenfalls zylinderfdrmig ausgebildet 

und aus einem geeigneten Metall gefertigt, urn die notwendige 

Masse bei kleiner BaugroBe aufzuweisen. Sie kSnnen 

z.B. aus rostfreiem Stahl bestehen und einen Durchmesser 

von 20 mm bei einer Lange von 30 mm haben. 

Jede der vier Speichen 15 weist in einem geeigneten 
Abstand vom Mittelbereich 14 des Drehtellers 11 einen 
kleinen Bereich 20 verminderter MaterialstSrke auf. 
Dies konnen beispielsweise abgerundete Eindrehungen 
in dem Speichenmaterial sein, wie in der Zeichnung 
dargestellt . 

Arbeitsweise 

Das zu behandelnde Substrat 21 (in Fig.l mit strichpunktierten 

Linien angedeutet) wird auf die ausgefrasten Stufen 

18 in den Auf lageklotzen 17 des ruhenden Drehtellers 

11 aufgelegt. Hierbei hat das Substrat 21 ein kleines 

radiales Spiel S (Fig. 2) zur radialen Innenseite der 

Ausfrasungen 18. Dieses Spiel S betragt in der Praxis 

etwa 0,5 mm und ist in den Figuren 2 und 3 der Deutlichkeit 

halber ubertrieben dargestellt, urn das Verstandnis 

der Erfindung zu erleichtern. Nach dem Auflegen des 

Substrats 21 wird der Drehteller 11 uber die von dem 

Motor 13 angetriebene Antriebswelle 12 in Rotation 

versetzt . 
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Die wahrend der Rotation entstehende Zentrif ugalkraf t 

drangt die Fliehgewichte 19 nach. aufien. Die Bereiche 

20 verringerter Materialstarke der Drehtellerspeichen 

15 wirken dabei als Gelenke. Sie biegen sich unter 

dem EinfluB der auf die Fliehgewichte 19 wirkenden 

Zentrif ugalkraf te in diesen Bereichen 20 nach oben. 

Dadurch werden die Auf lageklotze 17, die bevorzugt 

direkt uber den Fliehgewichten 19 montiert sind, schrag 

gestellt. Sobald ein bestimmter Winkel alpha (Fig. 

3) erreicht ist, drucken die Auf lageklStze 17 jeweils 

mit der oberen Kante ihrer EinfrSsung 18 gegen eine 

AuBenflache des Substrats 21. Hierbei ist darauf hinzuweisen, 

daB sich die Auf lagekldtze 17 in einer ersten Drehebene 

oberhalb des Drehtellers 11 befinden, wShrend sich 

die Fliehgewichte 19 in einer zweiten Drehebene unterhalb 

des Drehtellers 11 befinden. 

Die Auflageklotze 17 und deren Einfrasungen 18 weisen 
jeweils dieselbe Geometrie auf, und sie sind symmetrisch 
auf dem Drehteller 11 angeordnet.. Dadurch wird das 
Substrat 21 durch den Andruck der vier Auf lagekiatze 
17 zentriert und mit einer zu der an den Fliehgewichten 
19 wirkenden Zentr if ugalkraf t proportionalen Kraft 
von den Auf lageklotzen 17 f estgehalten. 

Zentrierung und Befestigung der Substrate 21 auf dem 
Drehteller 11 werden also automatisch durch die elastische 
Verformung des erf indungsgemSB ausgefUhrten Drehtellers 
11 unter Einwirkung der Zentrif ugalkraf t bewirkt. Hierftir 
sind keine separaten Vorrichtungen notwendig. Die elastischen 
Verformungen finden wahrend der Rotationsbeschleunigung 
statt. Deshalb ist kein zusStzlicher Zeitaufwand flir 
das Zentrieren und Befestigung der Substrate 21 notwendig, 
ebensowenig fUr das LSsen der Befestigung nach der 
Behandlung eines Substrats 21, wenn der Drehteller 
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11 wieder zum Stillstand gekommen ist. 

NaturgemaB sind im Rahmen der Erfindung vielfache Abwandlungen 
und Modif ikationen moglich. Dasselbe Prinzip lieBe 
sich z.B. auch bei runden Substraten anwenden. 



AnsprUche 



Substrat-Haltevorrichtung fiir rotierend antreibbare 
Substrate, insbesondere fiir rechteckf Srmige Substrate, 
dadurch gekennzeichnet , daB die Haltevorrichtung 
mit einer durch die Rotation der Haltevorrichtung 
aktivierbaren Zentriervorrichtung versehen ist. 

Substrat-Haltevorrichtung nach Anspruch 1, dadurch 

gekennzeichnet, daB die durch die Rotation der Haltevorrichtung 

aktivierbare Zentriervorrichtung auchals durch 

die Rotation aktivierbare Haltevorrichtung ausgebildet 

ist. 

Substrat-Haltevorrichtung nach Anspruch 1 Oder 2, 
dadurch gekennzeichnet, daB sie im Bereich ihres 
AuBenumfangs mit Auf lageklStzen (17) versehen ist, 
in welche ein Substrat (21) in Ruhestellung der 
Haltevorrichtung mit Spiel (S) paBt (Fig. 2) und 
die bei Rotation der Haltevorrichtung eine radiale 
EinwSrtsbewegung (Fig. 3) ausftihren. 

Substrat-Haltevorrichtung nach Anspruch 3, dadurch 
gekennzeichnet, daB zur Erzeugung der radialen Einwartsbewegung 
Fliehgewichte (19) im Bereich des AuBenumfangs der 
Haltevorrichtung vorgesehen sind. 

Substrat-Haltevorrichtung nach Anspruch 3 und 4, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Auf lageklStze (17) 
in einer ersten Drehebene und die Fliehgewichte 
(19) in einer zweiten Drehebene der Haltevorrichtung 
angeordnet sind. 
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6. Substrat-Haltevorrichtung nach einem Oder mehreren 
der Anspriiche 3 bis 5, dadurch gekennzeichnet , daB 
die Auf lageklotze (17) jeweils im Bereich des radial 
auBeren Endes eines flexiblen, speichenartigen Elements 

(15) der Haltevorrichtung angeordnet sind. 

7. Substrat-Haltevorrichtung nach einem Oder mehreren 
der Anspriiche 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Haltevorrichtung einen durchgehenden Randbereich 

(16) aufweist, der unter dem EinfluB der Fliehkraft 
mindestens bereichsweise in Richtung zum Substrat 
(21) hochbiegbar ist. 

8. Substrat-Haltevorrichtung nach einem oder mehreren 
der Anspriiche 3 bis 7, dadurch gekennzeichnet, daB 
sie in Form eines Speichenrades ausgebildet ist, 
dessen - bevorzugt vier - Speichen (15) das Zentrum 
(25) der Haltevorrichtung mit einem AuBenring (16) 
verbinden. 

9. Substrat-Haltevorrichtung nach Anspruch 6 oder Anspruch 
9, dadurch gekennzeichnet, daB die Speichen (15) 
mindestens bereichsweise (20) eine verminderte MaterialstSrke 
aufweisen, in welcher die durch die Rotation bewirkte 
Aufbiegung des Drehtellers (11) bevorzugt stattfindet 

und die so bemessen ist, daB diese Aufbiegung bei 
einer bestimmten Drehzahl den notwendigen Wert erreicht, 
urn das Substrat (21) sicher zu zentrieren und zu 
halten. 
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